





Super Precision Step Hight Measurement 
Using Twin Path Laser Interferometer 
Y oshiyuki UCHlDA and Yasuo AKAO 
Two new methods for thin film thickness measurement are described. The first method 
makes use of a polarization interferometer and the second method utilizes a double twin path 
interferometer. These methods are highly precise and can be used for research and development 
required for the evaluation of various lithographic processes. 
The polarization interferometer was found to possess excellent linearity and very high 
sensitivity O.lnm. This was achieved by using a Rochon prism as a beam splitter-recombiner 
Aluminium films with thickness ranging from 70nm to 300nm were measured under normal 
laboratory conditions， with a precision better than土30nm.
In the double twin path interferometer， a grating beam splitter-recombiner was used to 
maintain the reference surface level constant. Actual thickness measurements of aluminium films 
with thickness ranging from 70nm to 300nm shown a maximun error of about :!:20nm. Remedies 


















































































2 回 2光束 位相補償板
ト一一 折
次 の回転
3 数 双対2光束 回折格子
ト一一一 干
渉





























l レー ザ， 2 半透鏡， 3 ローションプりズム，
4 レンズ 5 試料(基準面と薄膜を含む)

















































































































1 :レーザ 2・半透鏡 3 回折格子，
4 :レンズ 5 試料〔基準面と薄膜を含む)， 
6 :光電検出器 7 アパーチャ 8 位相補償板
このシステムの原理を図6にそって説明する。レーザ
光は，半透鏡で光路を直角に曲げられた後，回折格子に






























































弧内の第 lと第2の数て、表わす。回折光B (-1， 0) 
とA(O，-l)は重なり合い，干渉光として検出器1A
で検出される。回折光C (十1， 0)とA (0，十 1)も
同様に重なり合い，干渉光として検出器1Bで検出され
る。また回t斤デtA(O，0)， B(-l， +l)， C(十1，
図 7 回折次数干渉法 双対 2光束ーーの原理
1 光電検出器， 2:プリズム反射鏡 3 レ ザ，
4・回折格子， 5 アパーチャ， 6 レンス，
7 プりアンプ， 8:ロックインアンプ
9A:PZT制御回路， 9 B :サーボモータ制御回路，
10・発振器， 11:位相補償板， 12:位相変調板，
13 :タンジェントパー， 14目スグリュゲ ジ
15 :サ ボモー タ， 16 ステー ジ，




























































































図 9 回折次数干渉法一一交互 2光束 の原理
1 レーザ 2 半透鏡 3 回折格子，
4 :レンズ 5 試料(基準面と薄膜を含む). 
6 :光電検出器 7 シャツタ 8 位棺補償板，
9 :振動コイノレ.10:アンプ. 11:発振器，
12 :ロックインアンプ
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